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Abstract (en)
Method for improving the performance of nickel electrodes used in sodium chloride electrolysis comprises adding a platinum compound, especially
hexachloroplatinic acid or alkali platinate, soluble in water or in alkali during the electrolysis.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verbesserung der Leistung von Nickelelektroden in der Alkalichloridelektrolyse mittels Zugabe von
wasserlöslichen Platinverbindungen zum Katholyt.
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